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(57) Abstract

Proposed i3 a method for wet-processing
substrates in a vessel into which a liquid is fed
and is removed again through an overflow device.
‘The method is particularly simple to carry out if the
overflow device floats on the liquid and descends
and/or rises as the liquid sumrface descends and/or
rises, No mechanical devices are needed to raise
the substrates and remove them from the liquid.
Also proposed are devices for the wet-processing
of substrates by the method proposed.

(37) Zvsammenfassumg

Bei einem Verfahren zur NaBbehandlung
von Substraten mit einem Behilter, in den ein
Fhuid eingeleitet und {iber eine Uberlavfeinrichtung
abgeftthrt wird, ergibt sich ein besonders einfacher
Vesfahrensablauf mit einfachen Misteln, wenn die
| Ubertaunfeinrichtung auf dem Fluid schwimmt und
* | sich zusammen mit der Fluid-Oberfliche absenkt
md/oder anhebt.  Mechanische Einrichtungen
zum An- und Herausheben der Substrate aus
dem Fiuid sind nicht erforderlich. Vorri
zur NaBbehandlung von Substraten fiir die
Durchftthrung des Verfahrens sind angegeben. 17
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